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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制作方法、液晶面板和显示装置，方法
步骤如下：提供一基板，在所述基板上规划像素的分布及像素图形，所
述像素图形包含透射区图形和反射区图形；在所述像素上形成与透射区
图形和反射区图形对应的透射区和反射区；在每个所述像素的所述透射
区与反射区的任一边界处，选择平行于所述边界的方向为摩擦方向；或
者，选择沿着所述像素的摩擦方向看，从所述透射区向所述反射区为上
升沿的方向为摩擦方向，对所述像素的所述透射区和所述反射区进行摩
擦使像素具有摩擦取向。通过本发明实现像素摩擦时透射区和反射区之
间没有摩擦阴影，减少漏光。
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